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Enceinte de cuisson avec injection de vapeur.

Linvention décrit une enceinte de cuisson destinée a
étre insérée dans un appareil de cuisson pour réaliser une
cuisson vapeur, 'enceinte comprenant une cuve (10} ayant
un fond (11), une paroi latérale (12), et une ouverture (13)
opposée au fond (11), caractérisée en ce que I'enceinte
comprend en outre un conduit de circulation de vapeur (20)
s’étendant entre une premiére ouverture (21) prévue pour
étre mise en communication fluidique avec un systéme de
génération de vapeur (90) de l'appareil de cuisson, et une
deuxiéme ouverture (22) formant une buse d’injection de va-
peur, la buse d’injection de vapeur (22) étant agencée pour
déboucher au niveau du fond (11) de la cuve (10) pour une
circulation de vapeur (V) depuis le fond (11) de la cuve (10)
vers I'ouverture (13) de la cuve (10).

Figure pour 'abrégé: Fig. 1




Description

Titre de I'invention : Enceinte de cuisson avec injection de vapeur
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DOMAINE DE L'INVENTION

La présente invention concerne le domaine des enceintes de cuisson destinées a Etre
insérées dans des appareils de cuisson, plus particulierement des enceintes de cuisson

permettant de réaliser une cuisson vapeur.
ETAT DE LA TECHNIQUE

Un appareil de cuisson comprend une enceinte de cuisson destinée a recevoir des
aliments a cuire.

Certains appareils de cuisson et de préparation d’aliments proposent une cuisson des
aliments recus dans 1’enceinte sans brassage des aliments.

Par ailleurs, certains appareils de cuisson proposent une cuisson des aliments avec un
faible apport en matiere grasse, a 1’aide par exemple d’une circulation d’un flux d’air
chaud dans I’enceinte de cuisson, a proximité des aliments a cuire. Ainsi, des friteuses
sans huile a cuisson par air chaud sans brassage permettent de préparer et de cuire des
frites de pomme de terre avec un apport tres faible en matiere grasse.

Le document WO 2016/062513 et le document WO 2017/178229 décrivent des
appareils de cuisson sans brassage, qui proposent de combiner un mode de cuisson air
chaud avec un mode de cuisson vapeur. La vapeur est injectée dans la partie haute de
la cuve, au-dessus des aliments a cuire.

Néanmoins, ces appareils ne permettent pas une utilisation performante de la vapeur.
En effet, la vapeur étant plus Iégere que 1’air de cuisson, une quantité non négligeable
de vapeur est ré-aspirée a travers le haut de la cuve et a travers I’échappement, sans
étre entrée au contact des aliments a cuire, donc sans participer a la cuisson des
aliments. Par ailleurs, la cuve doit €tre remplie et saturée de vapeur avant que la vapeur
n’entre en contact avec les aliments pour démarrer leur cuisson. Une durée qui peut
étre importante peut donc s’écouler entre le début de ’injection de la vapeur et le
moment ol la cuisson vapeur est effectivement initi€e. Enfin, la vapeur entre en
contact avec la partie haute des aliments recus dans la cuve avant d’entrer en contact
avec la partie basse des aliments, qui est au contact du fond de la cuve. La vapeur a
donc tendance a cuire d’abord la partie haute des aliments, ce qui peut provoquer une
cuisson inégale et non homogene des aliments.

Exposé de l'invention

Un but de I’invention est de proposer une enceinte de cuisson qui permette a

I’appareil dans lequel elle est insérée de proposer une cuisson vapeur présentant une

efficacité améliorée.
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Selon un premier aspect, I’invention concerne une enceinte de cuisson destinée a étre
insérée dans un appareil de cuisson pour réaliser une cuisson vapeur, I’enceinte
comprenant une cuve ayant un fond, une paroi latérale, et une ouverture opposée au
fond, caractérisée en ce que I’enceinte comprend en outre un conduit de circulation de
vapeur s’étendant entre une premicre ouverture prévue pour étre mise en commu-
nication fluidique avec un systeme de génération de vapeur de 1’appareil de cuisson, et
une deuxieme ouverture formant une buse d’injection de vapeur, la buse d’injection de
vapeur étant agencée pour déboucher au niveau du fond de la cuve pour une circulation
de vapeur depuis le fond de la cuve vers I’ouverture de la cuve.

Certaines caractéristiques préférées mais non limitatives de 1’enceinte de cuisson
décrite ci-dessus sont les suivantes, prises individuellement ou en combinaison :

- le conduit de circulation de vapeur s’étend au moins en partie parallelement a la
paroi latérale de la cuve ;

- le conduit de circulation de vapeur présente une premicre partie de conduit agencée
le long de la paroi latérale de la cuve et une deuxi¢me partie de conduit attenant au
fond de 1a cuve ;

- le conduit de circulation de vapeur est agencé a I’intérieur d’un volume défini par le
fond et la paroi latérale de la cuve ;

- le conduit de circulation de vapeur est agencé au moins en partie a I’extérieur d’un
volume défini par le fond et la paroi latérale de la cuve ;

- le conduit de circulation de vapeur comprend des orifices complémentaires formant
chacun un orifice d’injection de vapeur, les orifices d’injection de vapeur étant répartis
le long du conduit de circulation de vapeur ;

- ’enceinte comprend en outre un panier destiné a €tre inséré de maniere amovible
dans la cuve, le panier comprenant un fond ajouré, une ouverture opposée au fond et
une paroi latérale adaptés pour définir un volume de réception d’aliments a cuire, la
paroi latérale du panier et le fond du panier étant maintenus respectivement a distance
de la paroi latérale de la cuve et du fond de la cuve pour définir un espace de cir-
culation d’air.

Selon un deuxieme aspect, I’invention concerne un appareil de cuisson comprenant
une enceinte de cuisson selon le premier aspect et un chéssis comprenant un systeme
de génération de vapeur, le chassis étant prévu pour recevoir I’enceinte de maniere
amovible de sorte que lorsque 1’enceinte est recue dans le chassis, la premiere
ouverture du conduit de circulation de vapeur est en communication fluidique avec le
systeme de génération de vapeur.

L’appareil de cuisson peut comprendre en outre des moyens de chauffage du conduit
de circulation de vapeur.

L’appareil de cuisson peut comprendre en outre un systeme d’étanchéité adapté pour
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raccorder de maniere étanche la premiere ouverture du conduit de circulation de vapeur

et le systeme de génération de vapeur.
Le chéssis peut comprendre un conduit de circulation de vapeur additionnel pour

relier le systeme de génération de vapeur a la premiere ouverture du conduit de cir-
culation de vapeur de I’enceinte.

Le chéssis peut comprendre en outre un dispositif de ventilation adapté pour insuffler
de I’air dans la cuve de ’enceinte, et des moyens de chauffage disposés entre le
dispositif de ventilation et la cuve de I’enceinte.

Selon un troisieme aspect, I’invention concerne un procédé de cuisson destiné a étre
mis en ceuvre au moyen d’un appareil de cuisson selon le deuxi¢me aspect, le procédé
comprenant une étape de génération de vapeur par le systeme de génération de vapeur,
dans lequel la vapeur générée débouche de la buse d’injection de vapeur au niveau du
fond de la cuve de I’enceinte, puis circule dans la cuve depuis le fond de la cuve vers
I’ouverture de la cuve.

Le procédé peut comprendre en outre une étape de chauffage du conduit de cir-
culation de vapeur a I’aide de moyens de chauffage, dans lequel I’étape de chauffage
est réalisée antérieurement a ou conjointement avec 1I’étape de génération de vapeur.

L’étape de génération de vapeur par le systeme de génération de vapeur peut Etre

initiée lorsqu’une température dans la cuve dépasse un seuil prédéterminé.
DESCRIPTION DES FIGURES

D’autres caractéristiques, buts et avantages de la présente invention apparaitront a la
lecture de la description détaillée qui va suivre, donnée a titre d’exemple non limitatif,
qui sera illustrée par les figures suivantes :

[fig.1] La figure 1 représente une vue de c6té schématique d’un appareil de cuisson
selon un premier mode de réalisation de I’invention.

[fig.2] La figure 2 représente une vue de c6té schématique d’un appareil de cuisson
selon un deuxieme mode de réalisation de I’invention.

Sur I’ensemble des figures, les éléments identiques ou similaires sont désignés par

des signes de référence numériques identiques.
DESCRIPTION DETAILLEE DE L'INVENTION

Enceinte de cuisson

Une enceinte de cuisson destinée a étre insérée dans un appareil de cuisson pour
réaliser une cuisson vapeur est représentée a titre d’exemple non limitatif en figures 1
et2.

L’enceinte comprend une cuve 10 ayant un fond 11, une paroi latérale 12, et une
ouverture opposée au fond 11.

L’enceinte comprend en outre un conduit de circulation de vapeur 20 s’étendant entre
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une premiecre ouverture 21 prévue pour €tre mise en communication fluidique avec un
systeme de génération de vapeur 90 de 1’appareil de cuisson, et une deuxieéme
ouverture 22 formant une buse d’injection de vapeur.

La buse d’injection de vapeur 22 est agencée pour déboucher au niveau du fond 11
de la cuve 10 pour une circulation de vapeur V depuis le fond 11 de la cuve 10 vers
I’ouverture 13 de la cuve 10.

Dans la suite de la description, les termes interne et externe sont utilisés en référence
a une position radiale par rapport a un centre du fond 11 de la cuve 10, de sorte que la
partie ou la face interne d'un élément est plus proche du centre du fond 11 de la cuve
10 que la partie ou la face externe du méme €élément.

Une hauteur correspond a une position selon une direction d’une distance entre le
fond 11 de la cuve 10 et I’ouverture 13 opposée au fond 11. Le fond 11 de la cuve 10
est situé en une position basse de la cuve 10, et I’ouverture 13 de la cuve 10 est située
en une position haute de la cuve 10.

Le terme « au niveau de » est utilisé en référence a une hauteur. Ainsi, la buse
d’injection de vapeur 22 débouche en une hauteur sensiblement similaire a la hauteur
du fond 11 de la cuve 10, c’est-a-dire dans la partie basse de la cuve 10.

La buse d’injection de vapeur 22 étant agencée pour déboucher au niveau du fond 11
de la cuve 10, la vapeur V est injectée dans la partie basse de la cuve 10. La vapeur V
est donc injectée a proximité des aliments a cuire, voire sous les aliments a cuire.

Ainsi, la vapeur V amenée par le conduit de circulation de vapeur 20 au niveau du
fond de la cuve 10 et injectée par la buse d’injection de vapeur 22 passe a travers les
aliments a cuire, depuis le fond 11 vers ’ouverture 13 de la cuve 10. La vapeur V ne
risque donc pas d’€tre ré-aspirée et évacuée a travers ’ouverture 13 de la cuve 10
avant d’étre passée a travers les aliments. Ainsi, toute la vapeur V injectée entre en
contact avec les aliments et contribue donc a la cuisson vapeur des aliments. Le contact
et I’échange thermique entre la vapeur V et les aliments est donc garanti, et la cuisson
vapeur est égale et homogene pour toutes les couches des aliments a cuire.

En outre, la vapeur V entre en contact avec les aliments, donc commence a cuire les
aliments, des le début de I’injection de vapeur V par le biais de la buse d’injection de
vapeur 22 du conduit de circulation de vapeur 20. Il n’est donc pas nécessaire
d’attendre la saturation en vapeur V de I’enceinte pour démarrer la cuisson vapeur.
Ainsi, I’enceinte permet une cuisson vapeur homogene et rapide de toutes les parties et
couches des aliments a cuire.

Par ailleurs, la vapeur V est confinée et concentrée a I’intérieur du conduit de cir-
culation de vapeur 20. La surface de contact entre la vapeur V et I’enceinte de cuisson
lors du déplacement de la vapeur V jusqu’a la buse d’injection de vapeur 22 est donc

limitée par les dimensions du conduit de circulation de vapeur 20. La vapeur V n’est
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pas au contact de I’ensemble de la paroi latérale 12 de la cuve 10, mais est seulement
au contact de la paroi du conduit de circulation de vapeur 20. Le temps de chauffe du
conduit de circulation de vapeur 20 est plus rapide que celui de I’enceinte entiere. Le
refroidissement de la vapeur V lors de son passage dans le conduit de circulation de
vapeur 20 est donc limité, ce qui permet de diminuer la condensation de la vapeur V
lors de son injection, donc d’améliorer I’efficacité et la rapidité de la cuisson vapeur.

Le conduit de circulation de vapeur 20 peut étre monté dans un appareil de cuisson
existant, sans en perturber le fonctionnement. Le conduit de circulation de vapeur 20
permet a I’appareil de proposer un mode de cuisson vapeur, qui peut étre utilisé en
combinaison ou en alternative par rapport au(x) mode(s) de cuisson déja proposé(s) par
I’appareil. Par ailleurs, le conduit de circulation de vapeur 20 proposé est simple et peu
cofiteux a fabriquer.

L’enceinte de cuisson est adaptée pour recevoir des aliments a cuire.

La paroi latérale 12 de la cuve 10 peut s’étendre sensiblement orthogonalement au
fond 11 de la cuve 10. La paroi latérale 12 peut présenter une forme de cylindre de ré-
volution. Une génératrice du cylindre peut s’étendre selon la direction de la hauteur de
la cuve 10.

Le fond 11 de la cuve 10 peut étre sensiblement plan, la hauteur correspondant alors
a direction orthogonale au plan du fond 11 de la cuve 10. Le fond 11 de la cuve 10
peut Etre sensiblement en forme de disque, un rayon du disque de fond 11 cor-
respondant sensiblement a un rayon du cylindre de révolution de la paroi latérale 12.

La paroi latérale 12 et le fond 11 de la cuve 10 peuvent étre formés d’une seule piece
ou étre rapportés et fixés ’un sur ’autre.

La paroi latérale 12 peut présenter une extrémité basse raccordée au fond 11 de la
cuve 10, et une extrémité haute libre délimitant I’ouverture 13 de la cuve 10. Les
aliments peuvent €tre destinés a étre insérés dans ’enceinte a travers I’ouverture 13 de
cuve 10.

L’enceinte peut comprendre une poignée 40 permettant sa préhension par un uti-
lisateur. La poignée 40 peut €tre solidaire de la cuve 10, de sorte a faciliter la mise en
place et le retrait de la cuve 10 par un utilisateur.

Le conduit de circulation de vapeur 20 peut étre monté dans I’enceinte de cuisson, en
particulier dans la cuve 10. Le conduit de circulation de vapeur 20 peut tre monté
contre la paroi latérale 12 et/ou le fond 11 de la cuve 10. Ainsi, la paroi latérale 12 et/
ou le fond 11 de la cuve 10 délimite partiellement le conduit de circulation de vapeur
20. Le conduit de circulation de vapeur 20 peut étre collé a la paroi latérale 12 et/ou au
fond 11 de la cuve 10

La premiere ouverture 21 du conduit de circulation de vapeur 20 peut €tre situ€e en

une position plus haute que la deuxieme ouverture 22 du conduit de circulation de
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vapeur 20. En d’autres termes, la buse d’injection de vapeur 22 est plus proche du fond
11 de la cuve 10 que la premiére ouverture 21 du conduit de circulation de vapeur 20.
La vapeur V circule donc dans le conduit de circulation de vapeur 20 depuis le haut
vers le bas de la cuve 10.

La premiere ouverture 21 du conduit de circulation de vapeur 20 peut correspondre a
une extrémité la plus haute du conduit de circulation de vapeur 20 et la deuxiéme
ouverture 22 du conduit de circulation de vapeur 20 peut correspondre a une extrémité
la plus basse du conduit de circulation de vapeur 20.

La buse d’injection de vapeur 22 peut déboucher en une position interne de la cuve
10, par exemple contre le fond 11 de la cuve 10 sensiblement a proximité du centre du
fond 11, ou en une position externe de la cuve 10, par exemple sensiblement a
proximité de la paroi latérale 12 de la cuve 10.

Le conduit de circulation de vapeur 20 peut s’étendre au moins en partie paral-
lelement a la paroi latérale 12 de la cuve 10, en particulier dans la direction de la
hauteur de la cuve 10. La vapeur V circule donc dans le conduit de circulation de
vapeur 20 depuis le haut vers le bas de la cuve 10 dans la direction de la hauteur de la
cuve 10, ce qui minimise la distance parcourue par la vapeur V dans le conduit de cir-
culation de vapeur 20 pour parvenir jusqu’au niveau du fond 11 de la cuve 10, et
diminue donc la condensation de la vapeur V.

Le conduit de circulation de vapeur 20, en particulier la partie s’étendant paral-
lelement a la paroi latérale 12 de cuve 10, peut présenter une surface en forme de
demi-cylindre de révolution. La génératrice du demi-cylindre de révolution s’étend
dans la direction de la hauteur de la cuve 10. Le conduit de circulation de vapeur 20
peut étre plaqué contre la paroi latérale 12. La paroi latérale 12 de la cuve 10 ferme
alors le demi-cylindre de révolution du conduit de circulation de vapeur.

La paroi latérale 12 de la cuve 10 fermant le demi-cylindre de révolution du conduit
de circulation de vapeur 20 peut correspondre a une surface externe du conduit de cir-
culation de vapeur 20, le conduit de circulation de vapeur 20 étant alors monté dans la
cuve 10. En variante, la paroi latérale 12 peut correspondre a une surface interne du
conduit de circulation de vapeur 20, le conduit de circulation de vapeur 20 étant alors
monté a I’extérieur de la cuve 10.

Une largeur du conduit de circulation de vapeur 20 correspond a un rayon du demi-
cylindre de révolution. La largeur du conduit de circulation de vapeur 20 peut étre
faible par rapport a la hauteur du conduit de circulation de vapeur 20. Ainsi, la surface
de contact de la vapeur V avec le conduit de circulation de vapeur 20 est restreinte car
la surface du conduit de circulation de vapeur 20 est restreinte. Le refroidissement de
la vapeur V lors de la circulation de la vapeur V dans le conduit de circulation de

vapeur 20 est donc limité. La condensation résultante de la vapeur V est donc limitée,
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donc Iefficacité et la rapidité de la cuisson vapeur sont augmentées.

Dans un premier exemple de réalisation, le conduit de circulation de vapeur 20
s’étend dans son intégralité le long de la paroi latérale 12 de la cuve 10. Le conduit de
circulation de vapeur 20 peut s’étendre dans son intégralité parallelement a la paroi
latérale 12 de la cuve 10, dans la direction de la hauteur, le conduit de circulation de
vapeur 20 étant monté contre la paroi latérale 12. La surface de contact entre la vapeur
V et le conduit de circulation de vapeur 20 est ainsi minimisée, ce qui minimise donc
la condensation de la vapeur V et permet ainsi une cuisson vapeur rapide et efficace.

La buse d’injection de vapeur 22 débouche a proximité de la paroi latérale 12 de la
cuve 10, au niveau du fond 11 de la cuve 10. La vapeur V est injectée a proximité de la
paroi latérale 12 externe de la cuve 10.

Dans un deuxieme exemple de réalisation, le conduit de circulation de vapeur 20
présente une premicre partie de conduit 23 agencée le long de la paroi latérale 12 de la
cuve 10, et une deuxieme partie de conduit 24 attenant au fond 11 de la cuve 10.

La premiere partie de conduit 23 peut s’étendre sensiblement dans la direction de la
hauteur de la cuve 10. La deuxieme partie de conduit 24 peut s’étendre sensiblement
dans une direction radiale, c’est-a-dire une direction reliant la paroi latérale 12 et le
centre du fond 11 de la cuve 10. La vapeur V est ainsi amenée au niveau du fond 11 de
la cuve 10 par la premiére partie de conduit 23, et la vapeur V est ensuite amenée en
une position interne de la cuve 10 par la deuxieme partie de conduit 24. La surface de
contact entre la vapeur V et le conduit de circulation de vapeur 20 est ainsi minimisée,
ce qui minimise donc la condensation de la vapeur V et permet ainsi une cuisson
vapeur rapide et efficace.

La buse d’injection de vapeur 22 débouche sensiblement a distance de la paroi
latérale 12 de la cuve 10, en une position plus interne que la position de la paroi
latérale 12. La buse d’injection de vapeur 22 peut déboucher sensiblement a proximité
du centre du fond 11 de la cuve. Ainsi, la vapeur V est injectée sensiblement au centre
du fond 11 de la cuve 10.

Le conduit de circulation de vapeur 20 peut étre agencé a ’intérieur d’un volume
défini par le fond 11 et la paroi latérale 12 de la cuve 10.

En variante, le conduit de circulation de vapeur 20 peut étre agencé au moins en
partie a I’extérieur d’un volume défini par le fond 11 et la paroi latérale 12 de la cuve
10. Alors, le conduit de circulation de vapeur 20 comprend une partie disposée au
travers de la paroi latérale 12 ou du fond 11 de la cuve 10, de sorte que la vapeur V est
injectée dans la cuve 10. Par exemple, la buse d’injection de vapeur 22 du conduit de
circulation de vapeur 20 peut percer la paroi latérale 12 ou le fond 11 de la cuve 10.

Le conduit de circulation de vapeur 20 peut comprendre des orifices complé-

mentaires formant chacun un orifice d’injection de vapeur. Les plusieurs orifices
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d’injection de vapeur sont répartis le long du conduit de circulation de vapeur. Les
orifices d’injection de vapeur, comprenant la buse d’injection de vapeur 22 et les
orifices complémentaires, sont répartis le long du conduit de circulation de vapeur 20.
Ainsi, la vapeur V est injectée en plusieurs endroits dans la cuve 10, ce qui améliore
I’homogénéité de la cuisson vapeur résultante.

Les orifices complémentaires d’injection de vapeur peuvent tous présenter des di-
mensions identiques, qui peuvent étre identiques aux dimensions de la buse d’injection
de vapeur 22. En variante, les orifices complémentaires d’injection de vapeur peuvent
présenter des dimensions variables en fonction de leur position, de sorte a optimiser la
cuisson.

Dans le premier exemple de réalisation, ¢’est-a-dire lorsque le conduit de circulation
de vapeur 20 s’étend dans son intégralité le long de la paroi latérale 12 de la cuve 10,
le conduit de circulation de vapeur 20 peut présenter une premiere portion et une
deuxieme portion.

La premiere portion s’étend dans la direction de la hauteur de la cuve 10, depuis la
premiere ouverture 21 jusqu’a une position au niveau du fond 11 de I’enceinte.

La deuxi¢me portion s’étend sensiblement le long de la paroi latérale de la cuve, or-
thogonalement a la direction de la hauteur, dans un plan sensiblement parall¢le au fond
11 de la cuve 10. En particulier, la deuxiéme portion du conduit de circulation de
vapeur 20 peut s’étendre selon une direction transversale, ¢’est-a-dire selon une
direction perpendiculaire a une direction radiale et a une direction de la hauteur.

La deuxieéme portion du conduit de circulation de vapeur 20 peut s’étendre de sorte a
former un contour fermé. Lorsque la paroi latérale 12 est en forme de cylindre de ré-
volution, la deuxieme portion du conduit de circulation de vapeur 20 peut définir sen-
siblement un cercle dans un plan parallele au fond 11 de la cuve 10, un rayon du cercle
formé par le conduit de circulation de vapeur 20 correspondant sensiblement a un
rayon du cylindre de révolution formé par la paroi latérale 12. La deuxiéme portion du
conduit de circulation de vapeur 20 définit ainsi une circonférence de la paroi latérale
12.

Les orifices complémentaires d’injection de vapeur peuvent €tre sensiblement équi-
répartis le long de la deuxieme portion du conduit de circulation de vapeur 20. Ainsi, la
vapeur est injectée dans la cuve 10 de maniere homogene, en différents endroits cir-
conférentiellement répartis le long de la paroi latérale 12 au niveau du fond 11 de la
cuve 10. La cuisson des aliments recus dans I’enceinte de cuisson est donc plus
homogene.

Dans le deuxieme exemple de réalisation, ¢’est-a-dire lorsque le conduit de cir-
culation de vapeur 20 présente une premiere partie 23 agencée le long de la paroi

latérale 12 de la cuve 10 et une deuxieme partie de conduit 24 attenant au fond 11 de la
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cuve 10, les orifices complémentaires peuvent étre sensiblement équirépartis le long de
la deuxieme partie de conduit 24. Ainsi, la vapeur V est injectée au niveau du fond 11
de la cuve 10 en plusieurs positions internes ou externes différentes, ce qui favorise
son entrée au contact avec I’ensemble des aliments a cuire.

Les orifices complémentaires d’injection de vapeur peuvent présenter des dimensions
différentes selon leur position dans la cuve 10. Par exemple, plus un orifice complé-
mentaire d’injection de vapeur est situé en une position interne, plus sa dimension peut
étre grande, de sorte que davantage de vapeur V est injectée en une position interne de
la cuve 10 qu’en une position externe de la cuve 10.

Dans un premier mode de réalisation, illustré a titre d’exemple non limitatif en figure
1, la cuve 10 peut former un récipient adapté pour accueillir les aliments a cuire. La
cuve 10 peut également accueillir un moyen de cuisson tel que de I’eau ou de la
matiere grasse, par exemple de I’huile, du beurre ou de la graisse.

Les aliments a cuire, et le cas échéant le moyen de cuisson, sont disposés sur le fond
11 de la cuve 10, une couche basse des aliments €tant au contact du fond 11 de la cuve
10. Le fond 11 de la cuve 10 peut étre plein, de sorte a ne pas laisser s’échapper les
aliments et/ou moyen de cuisson. En variante, le fond 11 peut présenter un ou plusieurs
orifices traversants.

Lorsque le conduit de circulation de vapeur 20 est monté dans la cuve 10, c’est-a-dire
a I’intérieur du volume de réception des aliments défini par le fond 11 et la paroi
latérale 12 de la cuve 10, la buse d’injection de vapeur 22 débouche directement dans
la cuve 10, au niveau du fond 11 de la cuve 10. La vapeur V est donc injectée a
proximité immédiate des aliments recus dans la cuve 10, ce qui permet une cuisson
vapeur efficace des aliments.

En variante, le conduit de circulation de vapeur 20 peut €tre monté au moins en partie
a I’extérieur d’un volume défini par le fond 11 et la paroi latérale 12 de la cuve 10. Par
exemple, le conduit de circulation de vapeur 20 peut €tre monté dans sa quasi-in-
tégralité hors de la cuve 10. Alors, la buse d’injection de vapeur 22 perce la paroi
latérale 12 ou le fond 11 de la cuve 10 de sorte a injecter la vapeur V dans la cuve 10.
Un tel conduit de circulation de vapeur 20 monté€ au moins en partie a I’extérieur de la
cuve 10 permet d’éviter au conduit de circulation de vapeur 20 d’entrer en contact avec
les aliments a cuire regus dans la cuve 10, et d’éviter ainsi qu’il soit sali par les
aliments a cuire.

La buse d’injection de vapeur 22 peut étre située contre la paroi latérale 12 de la cuve
10. Le conduit de circulation de vapeur 20 débouche alors sur les cotés de la cuve 10,
en une position externe de la cuve 10. La vapeur V entre donc en contact avec les
aliments disposés en une position externe de la cuve 10 avant d’entrer en contact avec

les aliments disposés en une position interne de la cuve 10.
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En variante, la buse d’injection de vapeur 22 peut €tre située au niveau du fond 11 de
la cuve 10 a distance de la paroi latérale 12 de la cuve 10. La buse d’injection de
vapeur 22 débouche donc en une position du fond 11 de la cuve 10 qui est plus interne
que la position de la paroi latérale 12. Par exemple, la buse d’injection de vapeur 22
peut déboucher sensiblement a proximité du centre du fond 11 de la cuve 10. La
vapeur V est donc injectée en une position plus ou moins interne de la cuve 10. Une
telle position de la buse d’injection de vapeur 22 peut améliorer ’homogénéité de la
cuisson des aliments recus dans la cuve 10.

Dans ce premier mode de réalisation, la vapeur V est injectée dans la cuve 10 de
maniere concentrée par la buse d’injection de vapeur 22, a proximité directe des
aliments a cuire. Par conséquent, toute la vapeur V injectée entre rapidement en
contact avec les aliments a cuire, et remonte a travers les aliments jusqu’a 1’ouverture
13 de la cuve 10. La surface de contact entre la vapeur V et la cuve 10, donc la
condensation de la vapeur V, en particulier a proximité de la buse d’injection de
vapeur 22, est minimisée. La cuisson vapeur associée présente donc une efficacité
améliorée.

Dans un deuxieme mode de réalisation, illustré a titre d’exemple non limitatif en
figure 2, ’enceinte comprend en outre un panier 30 destiné a €tre inséré de manicre
amovible dans la cuve 10. Le panier 30 comprend un fond 31 ajouré, une ouverture 33
opposée au fond 31 et une paroi latérale 32 adaptés pour définir un volume de
réception d’aliments a cuire.

Le panier 30 forme donc un récipient adapté pour accueillir les aliments a cuire, et le
cas échéant un moyen de cuisson. Les aliments a cuire, et le cas échéant le moyen de
cuisson, sont disposés sur le fond 31 du panier 30, une couche basse des aliments étant
au contact du fond 31 du panier 30.

Le panier 30 présente des dimensions inférieures a celles de la cuve 10 de sorte a
pouvoir étre inséré dans la cuve 10 ou retiré de la cuve 10. Le panier 30 définit avec la
cuve 10 un espace de circulation d’air 34. En particulier, la paroi latérale 32 du panier
30 et le fond 31 du panier 30 sont maintenus respectivement a distance de la paroi
latérale 12 de la cuve 10 et du fond 11 de la cuve 10 pour définir un espace de cir-
culation d’air 34.

Le fond 31 du panier 30 et la paroi latérale 32 du panier 30 peuvent présenter une
forme similaire au fond 11 de la cuve 10 et a la paroi latérale 12 de la cuve 10. En par-
ticulier, le fond 31 du panier 30 peut &tre sensiblement plan et la paroi latérale 32 de
panier 30 peut s’étendre sensiblement orthogonalement au fond 31 du panier 30.

Le fond 31 du panier 30 peut présenter une forme de disque plan, et la paroi latérale
32 du panier 30 peut présenter une forme de cylindre de révolution de rayon cor-

respondant sensiblement a un rayon du fond 31 du panier 30. Le rayon du cylindre
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défini par la paroi latérale 12 de la cuve 10 est supérieur au rayon du cylindre défini
par la paroi latérale 32 du panier 30. Le rayon du disque défini par le fond 11 de la
cuve 10 est supérieur au rayon du disque défini par le fond 32 du panier 30.

Le fond 31 du panier 30 et la paroi latérale 32 du panier 30 peuvent consister en une
homothétie du fond 11 de la cuve 10 et de la paroi latérale 12 de la cuve 10,
I’homothétie présentant un rapport inférieur a 1.

La paroi latérale 32 et le fond 31 du panier 30 peuvent étre formés d’une seule picce
ou étre rapportés et fixés ’un sur ’autre. La paroi latérale 32 du panier 30 peut
présenter une extrémité basse raccordée au fond 31 du panier 30, et une extrémité
haute libre délimitant I’ouverture 33 du panier 30, les aliments étant destinés a étre
insérés dans le panier 30 a travers ’ouverture 33 de panier 30.

Le fond 31 du panier 30 est ajouré, c’est-a-dire qu’il comprend un ou plusieurs
orifices, tels que des percages ou un grillage. Les orifices du fond 31 du panier 30
peuvent Etre répartis de manicre sensiblement homogene sur une partie ou sur toute la
surface du fond 31 du panier 30.

Les dimensions des orifices du fond 31 du panier 30 sont adaptées pour permettre un
passage d’air chaud C et/ou de vapeur V a travers les orifices, sans autoriser un
passage de morceaux solides d’aliments. Ainsi, les aliments ne risquent pas de
traverser le fond 31 du panier 30 et d’étre déposés sur le fond 11 de la cuve 10.

L’espace de circulation d’air 34 englobe un espace situé entre la paroi latérale 12 de
la cuve 10 et la paroi latérale 32 du panier 30. L espace de circulation d’air 34 est donc
en partie situé en une position radialement externe par rapport a la paroi latérale 32 du
panier 30 et radialement interne par rapport a la paroi latérale 12 de la cuve 10. Plus
particulierement, 1’espace de circulation d’air 34 peut s’étendre en partie entre le
cylindre défini par la paroi latérale 32 du panier 30 et le cylindre défini par la paroi
latérale 12 de la cuve 10.

L’espace de circulation d’air 34 englobe en outre un espace situé entre le fond 11 de
la cuve 10 et le fond 31 du panier 30. L’espace de circulation d’air 34 est donc en
partie situé en une position plus basse que le fond 31 du panier 30, et plus haute que le
fond 11 de la cuve 10. Plus particulierement, 1’espace de circulation d’air 34 peut
s’étendre en partie entre le disque défini par le fond 31 du panier 30 et le disque défini
par le fond 11 de la cuve 10.

Dans le deuxieme mode de réalisation, le conduit de circulation de vapeur 20 est
monté a I’extérieur du volume de réception des aliments défini par le fond 31 du panier
30, la paroi latérale 32 du panier 30 et I’ouverture 33 du panier 30. Ainsi, le conduit de
circulation de vapeur 20 n’est pas en contact avec les aliments a cuire regus dans le
panier 30, et ne risque donc pas d’étre sali par les aliments a cuire.

Le conduit de circulation de vapeur 20 présente des dimensions inférieures aux di-
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mensions de I’espace de circulation d’air 34. Ainsi, la surface de contact entre la
vapeur V et le conduit de circulation de vapeur 20 lorsque la vapeur V circule dans le
conduit de circulation de vapeur 20 est plus faible que si la vapeur V était injectée di-
rectement dans 1’espace de circulation d’air 34. La vapeur V n’entre pas en contact
avec I’ensemble des parois de la cuve 10 et du panier 30, mais entre en contact avec
une surface plus réduite, correspondant a la surface du conduit de circulation de vapeur
20. La condensation de la vapeur V résultant du contact entre la vapeur V et les parois
froides du conduit de circulation de vapeur 20 est donc diminuée, notamment lorsque
la cuve 10 et le panier 30 ne sont pas encore montés en température, par exemple en
début de cuisson. Par conséquent, une partie plus importante de la vapeur V injectée
est utilisée pour la cuisson, 1’efficacité de la cuisson vapeur en étant améliorée. En
outre, la cuisson vapeur V débute plus rapidement a compter du début de ’injection de
vapeur V, puisqu’il n’est pas besoin d’attendre qu’une quantit€é importante de vapeur V
condensée soit évacuée par 1’utilisateur, ou soit de nouveau vaporisée une fois
I’appareil suffisamment chaud.

Le conduit de circulation de vapeur 20 peut déboucher dans 1’espace de circulation
d’air 34, ainsi qu’illustré a titre d’exemple non limitatif en figure 2. Lorsque de 1’air
chaud C circule dans I’espace de circulation d’air 34, la vapeur V une fois injectée par
la buse d’injection de vapeur 22 se mélange a I’air chaud C. Le mélange d’air chaud C
et de vapeur V passe a travers le fond 31 ajouré du panier 30 de sorte a remonter a
travers les aliments a cuire recus dans le panier 30, pour €tre ensuite évacué par
I’ouverture 33 du panier 30.

Le conduit de circulation de vapeur 20 peut déboucher dans 1’espace de circulation
d’air 34 en regard du fond 31 du panier 30, c’est-a-dire entre le fond 31 du panier 30 et
le fond 11 de la cuve 10. Ainsi, la buse d’injection de vapeur 22 débouche a I’opposé
de I"ouverture 33 du panier 30 par rapport a des aliments a cuire regus dans 1’enceinte.
La vapeur V est injectée directement sous le fond 31 du panier 30, ce qui augmente la
rapidité de cuisson vapeur.

En variante, le conduit de circulation de vapeur 20 peut déboucher dans I’espace de
circulation d’air 34 en regard de la paroi latérale 32 du panier 30, c’est-a-dire entre la
paroi latérale 32 du panier 30 et la paroi lat€rale 12 de la cuve 10. La vapeur V est
alors mélangée a I’air chaud C circulant dans I’espace de circulation d’air 34 au niveau
des parois latérales 12, 32 de cuve 10 et de panier 30. L’homogénéité du mélange de
vapeur V et d’air chaud C est donc améliorée, ce qui conduit a une cuisson vapeur plus
homogene.

En variante, le conduit de circulation de vapeur 20 peut comprendre une premiere
partie de conduit 23 agencée le long de la paroi latérale 12 de la cuve 10, une deuxieme

partie de conduit 24 attenant au fond 11 de la cuve 10, et une troisicme partie de
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conduit agencée pour s’étendre entre le fond 11 de la cuve 10 et le fond 31 du panier
30 lorsque le panier 30 est recu dans 1’enceinte, de sorte que la buse d’injection de
vapeur 22 s’étend a travers un orifice du fond 31 du panier 30.

La premiere partie de conduit 23 s’étend alors depuis le haut de la cuve 10 vers le bas
de la cuve 10, la deuxiéme partie 24 de conduit s’étend depuis une position externe de
la cuve 10 vers une position interne de la cuve 10, et la troisieme partie s’étend
jusqu’au fond 31 du panier 30. Ainsi, la vapeur V est injectée directement dans le
panier 30 par la buse d’injection de vapeur 22, de maniere concentrée et a proximité
directe des aliments a cuire.

Appareil de cuisson

Un appareil de cuisson adapté pour réaliser une cuisson vapeur comprend une
enceinte de cuisson et un chassis 50.

Le chassis 50 comprend un systeme de génération de vapeur 90. Le chassis 50 est
prévu pour recevoir ’enceinte de manic¢re amovible de sorte que lorsque I’enceinte est
recue dans le chéssis 50, la premiere ouverture 21 du conduit de circulation de vapeur
20 est en communication fluidique avec le systeme de génération de vapeur 90. Ainsi,
la vapeur V générée par le systeme de génération de vapeur 90 est amenée jusqu’a la
premiere ouverture 21 du conduit de circulation de vapeur 20 puis circule dans le
conduit de circulation de vapeur 20 depuis sa premiere ouverture 21 jusqu’a la buse
d’injection de vapeur 22, avant d’étre injectée dans 1’enceinte.

Le chassis 50 peut présenter un renfoncement de dimensions et de forme sen-
siblement complémentaires des dimensions et de la forme de 1’enceinte, de sorte que
I’enceinte peut étre mise en place de maniere amovible dans le renfoncement du
chéssis 50. L’enceinte peut &tre mise en place dans le chassis 50 ou retirée du chassis
50 par une translation latérale de ’enceinte, le chéssis étant fixe.

Le chassis 50 peut comprendre une partie basse 51 et une partie haute 52. L’enceinte
peut étre mise en place sur la partie basse 51 du chassis 50, de sorte a reposer sur la
partie basse 51 du chéssis 50. Le systeme de génération de vapeur 90 peut €tre mis en
place dans la partie haute 52 du chéssis 50 de I’appareil de cuisson. Ainsi, le systeme
de génération de vapeur 90 est disposé au-dessus de 1’enceinte lorsque celle-ci est mise
en place dans le chassis 50.

Le chassis 50 peut comprendre en outre un réservoir a eau permettant d’alimenter en
eau le systeme de génération de vapeur 90.

L’appareil de cuisson peut comprendre en outre des moyens de chauffage 70 du
conduit de circulation de vapeur 20. Le conduit de circulation de vapeur 20 peut étre
chauffé jusqu’a une température pour laquelle le contact entre la vapeur V et la paroi
du conduit de circulation de vapeur 20 ne provoque de condensation de la vapeur V.

Ainsi, les moyens de chauffage 70 du conduit de circulation de vapeur 20 permettent
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de diminuer, voire d’éviter, la condensation de la vapeur V circulant dans le conduit de
circulation de vapeur 20.

L’appareil de cuisson peut comprendre en outre un systeme d’étanchéité 100, tel
qu’un joint d’étanchéité, adapté pour raccorder de maniere étanche la premicre
ouverture 21 du conduit de circulation de vapeur 20 et le systeme de génération de
vapeur 90.

Le systeme d’étanchéité 100 est positionné de sorte que lorsque 1’enceinte de cuisson
est mise en place dans le chassis 50, ’enceinte de cuisson se plaque contre le systeme
d’étanchéité 100. En particulier la premiere ouverture 21 du conduit de circulation de
vapeur 20 peut se plaquer contre le systeme d’étanchéité 100. Ainsi, les pertes de la
vapeur générée par le raccord entre le systeme de génération de vapeur 90 et le conduit
de circulation de vapeur 20 sont minimisées, ce qui permet d’améliorer 1’efficacité de
la cuisson vapeur.

Le chassis 50 peut comprendre en outre un conduit de circulation de vapeur ad-
ditionnel 91 pour relier le systeme de génération de vapeur 90 a la premiere ouverture
21 du conduit de circulation de vapeur 20 de I’enceinte. Le conduit de circulation de
vapeur additionnel 91 comprend une premicre extrémité raccordée au systeme de gé-
nération de vapeur 90, et une deuxieme extrémité raccordée a la premiere ouverture 21
du conduit de circulation de vapeur 20. Le systeme d’étanchéité 100 est adapté pour
raccorder de maniere étanche la deuxiéme extrémité du conduit de circulation de
vapeur additionnel 91 et la premiere ouverture 21 du conduit de circulation de vapeur
20.

L’appareil de cuisson peut comporter en outre des moyens de cuisson additionnels
intégrés dans le chassis 50. Les moyens de cuisson additionnels peuvent étre des
moyens de cuisson a air chaud et/ou des moyens de cuisson sous pression, et/ou des
moyens de cuisson par mijotage. Les moyens de cuisson additionnels peuvent €tre
utilisés indépendamment des moyens de cuisson vapeur décrits ci-dessus, par exemple
simultanément avec les moyens de cuisson vapeur, ou successivement a ceux-ci. Ainsi,
I’appareil de cuisson permet d’optimiser 1’ utilisation d’un ou plusieurs moyens de
cuisson des aliments, et ainsi d’optimiser la cuisson des aliments.

Par exemple, le chassis 50 peut comprendre des moyens de cuisson a air chaud
comprenant un dispositif de ventilation 60 adapté pour insuffler de I’air dans la cuve
10 de I’enceinte et des moyens de chauffage 70 disposés entre le dispositif de ven-
tilation 60 et la cuve 10 de ’enceinte. Ainsi, ’air soufflé par le dispositif de ventilation
60 est chauffé par les moyens de chauffage 70 avant de pénétrer dans la cuve 10.

Le dispositif de ventilation 60 peut comprendre une turbine de brassage. Les moyens
de chauffage 70 peuvent comprendre une résistance. Le dispositif de ventilation 60 et

les moyens de chauffage 70 peuvent étre situ€s dans la partie haute 52 du chassis 50,
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de sorte a étre situés au-dessus de I’enceinte lorsque 1’enceinte est mise en place dans
1’appareil de cuisson.

La turbine de brassage 60 génére de I’air qui passe a travers la résistance 70 disposée
entre la turbine de brassage 60 et la cuve 10 pour €tre chauffé avant d’étre injecté en
partie haute de la cuve 10. La vapeur V amenée par le conduit de circulation de vapeur
20 au niveau du fond 11 de la cuve 10 passe a travers les aliments a cuire avant d’étre
ré-aspirée par la turbine de brassage 60 et d’étre évacuée par I’ouverture 13 de la cuve
10.

Le dispositif de ventilation 60 et les moyens de chauffage 70 peuvent étre situés en
une position interne du chassis 50, par exemple sensiblement centrale du chassis 50.
Ainsi, ’air chaud C est injecté sensiblement au centre de la cuve 10, ce qui conduit a
une cuisson homogene des aliments par 1’air chaud C.

Dans le deuxie¢me mode de réalisation, ¢’est-a-dire lorsque 1’enceinte comprend un
panier 30, les moyens de cuisson a air chaud comprennent en outre un élément dé-
flecteur 80 adapté pour dévier I’air soufflé par le dispositif de ventilation 60 et chauffé
par les moyens de chauffage 70 vers I’espace de circulation d’air 34.

L’élément déflecteur 80 peut Etre situé dans la partie haute 52 du chassis 50, sen-
siblement en regard du dispositif de ventilation 60 et des moyens de chauffage 70.
L’élément déflecteur 80 peut €tre situ€ entre le dispositif de ventilation 60 et les
moyens de chauffage 70, ou en aval du dispositif de ventilation 60 et des moyens de
chauffage 70.

L’élément déflecteur 80 peut Etre situé€ en une position sensiblement centrale du
chassis 50. L’élément déflecteur 80 est configuré pour dévier I’air chaud C vers
I’espace de circulation d’air 34 situé en une position externe de la cuve 10.

L’élément déflecteur 80 peut Etre configuré pour dévier 1’air chaud C depuis une
position centrale de maniere sensiblement homogene dans toutes les directions radiales
vers I’espace de circulation d’air 34. Ainsi, I’air chaud C circule de maniere sen-
siblement homogene dans tout I’espace de circulation d’air 34. Les parois latérales 12,
32 de la cuve 10 et du panier 30 sont donc chauffées de maniére sensiblement
homogene, et les aliments regus dans le panier 30 sont cuits de maniere sensiblement
homogene quelle que soit leur position dans le panier 30.

L’air chaud C généré par le dispositif de ventilation 60 et chauffé par les moyens de
chauffage 70 est dévié par I’élément déflecteur 80. L’ air chaud C descend dans
I’espace de circulation d’air 34 entre la cuve 10 et le panier 30, I’élément déflecteur 80
empéchant sa ré-aspiration par la turbine de brassage 60. En particulier, I’air chaud C
dévié par le déflecteur 80 circule dans ’espace de circulation d’air 34 entre la paroi
latérale 32 du panier 30 et la paroi latérale 12 de la cuve 10, depuis le haut vers le bas

de la cuve 10, puis circule dans 1’espace de circulation d’air 34 entre le fond 31 du
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panier 30 et le fond 11 de la cuve 10, depuis une position externe vers une position
interne de la cuve 10. L’air chaud C descend donc sous le panier 30, puis remonte a
travers le fond ajouré du panier 30 et a travers les aliments regus dans le panier 30.
L’air chaud C est ensuite en partie dérivé via I’ouverture 33 du panier 30 et via
I’échappement, ce qui permet d’évacuer la vapeur générée par la cuisson des aliments.

[0116]  Lorsque de la vapeur est générée par le systeme de génération de vapeur 90, I’air
chaud C est mélangé avec la vapeur V injectée par la buse d’injection de vapeur 22.
L’air chaud C mélangé avec la vapeur V traverse le fond 31 ajouré du panier 30 de
sorte a remonter a travers les aliments a cuire recus dans le panier 30, jusqu’a
s’échapper par I’ouverture 33 du panier 30. La vapeur V est injectée a distance de
I’élément déflecteur 80, au niveau du fond 31 du panier 30 et ne donc risque pas d’€tre
réaspirée par le dispositif de ventilation 60 sans €tre entrée en contact avec les
aliments. Toute la vapeur V injectée contribue donc a la cuisson des aliments.

[0117]  Le chassis 50 peut comprendre une interface de commande de cuisson adaptée pour
contrdler les moyens de cuisson vapeur et le cas échéant les moyens de cuisson addi-
tionnels. L’ interface de commande peut €tre disposée sur le chéssis 50, de sorte a étre
visible et contrdlable par un utilisateur de I’appareil de cuisson. L’interface de
commande peut comprendre un moyen, par exemple un bouton, de commande d’un
démarrage et/ou d’un arrét de la cuisson a air chaud et/ou de la cuisson sous pression
et/ou de la cuisson par mijotage et/ou de la cuisson vapeur.

[0118]  L’interface de commande peut, en alternative ou en outre, €tre congue pour permettre
a I’utilisateur de programmer et/ou de préprogrammer un cycle de cuisson comprenant
une ou plusieurs étapes de cuisson, successives ou combinées. Ainsi, 1’utilisateur peut
définir la cuisson la plus adaptée aux aliments recus dans 1’enceinte.

[0119] Procédé de cuisson

[0120] Le fonctionnement des variantes de réalisation illustrées sur les figures va maintenant
étre décrit de maniere détaillée. Le procédé de cuisson est destiné a €tre mis en ceuvre
au moyen d’un appareil de cuisson tel que décrit ci-dessus.

[0121]  Le procédé de cuisson comprend une étape de génération de vapeur V par le systeme
de génération de vapeur 90. La vapeur V générée débouche de la buse d’injection de
vapeur 22 au niveau du fond 11 de la cuve 10 de I’enceinte, puis circule dans la cuve
10 de I’enceinte depuis le fond 11 vers I’ouverture 13 de la cuve 10.

[0122]  Le procédé de cuisson peut comprendre une étape de chauffage du conduit de cir-
culation de vapeur 20 a I’aide de moyens de chauffage 70. L’étape de chauffage est
réalisée antérieurement a ou conjointement avec 1’étape de génération de vapeur.
Ainsi, le conduit de circulation de vapeur 20 est chauffé, ce qui permet de diminuer,
voire d’éviter, la condensation de la vapeur V y circulant, et ainsi d’améliorer

I’efficacité de la cuisson vapeur.
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L’ étape de génération de vapeur par le systeme de génération de vapeur 90 peut étre
initiée lorsqu’une température dans la cuve 10 dépasse un seuil prédéterminé. Par
exemple, la température prédéterminée peut correspondre sensiblement a la tem-
pérature d’ébullition de 1’eau. Ainsi, la cuisson vapeur est initiée des le début de la gé-
nération de vapeur, et la condensation de vapeur V lors de sa circulation dans le
conduit de circulation de vapeur 20 est diminuée, voire évitée. L’efficacité de la
cuisson vapeur est donc améliorée.

Le procédé de cuisson peut comprendre une étape de cuisson additionnelle, en plus
de I’étape de cuisson vapeur réalisée lors de la génération de vapeur, par le biais d’un
ou de plusieurs moyens de cuisson additionnels. L’étape de cuisson additionnelle peut
comprendre une étape de cuisson a air chaud et/ou une étape de cuisson sous pression
et/ou une €tape de cuisson par mijotage.

L’étape de cuisson vapeur peut étre réalisée antérieurement a, simultanément avec,
ou postérieurement a, 1’€tape de cuisson additionnelle. Les caractéristiques telles que la
nature, la durée, ou le nombre, de 1’étape de cuisson additionnelle, peuvent étre dé-
terminées de sorte a optimiser la cuisson des aliments recus dans la cuve 10.

Par exemple, le procédé peut comprendre une étape de cuisson a air chaud seule, puis
une étape de cuisson vapeur seule, puis une €tape de cuisson a air chaud seule. Un tel
procédé permet d’améliorer les performances organoleptiques de la cuisson de frites.

En variante, le procédé peut comprendre une étape combinée de cuisson a air chaud
et de cuisson vapeur, la cuisson a air chaud et la cuisson vapeur étant réalisées simul-
tanément. De la vapeur V est générée par le systeme de génération de vapeur 90 et
injectée dans la cuve 10 par la buse d’injection de vapeur 22. En méme temps, de 1’air
est soufflé par le dispositif de ventilation 60, chauffé par les moyens de chauffage 70,
et injecté dans la cuve 10. Un tel procédé comprenant une €tape combinée de cuisson a
air chaud et de cuisson vapeur améliore I’efficacité de la cuisson de certains aliments.
L’étape combinée de cuisson a air chaud et de cuisson vapeur peut par exemple Etre
réalisée antérieurement a une étape de cuisson a air chaud seule.

Un exemple d’utilisation de 1’appareil de cuisson par un utilisateur est décrit ci-
dessous.

L’ utilisateur retire I’enceinte de 1’appareil de cuisson du chassis 50, par exemple en
empoignant I’enceinte par la poignée 40 et en la déplacant suivant une translation
latérale.

L’ utilisateur introduit ensuite les aliments, et le cas échéant le moyen de cuisson,
dans I’enceinte. Dans le premier mode de réalisation, 1’ utilisateur introduit les aliments
dans la cuve 10 par I’ouverture 13 de la cuve 10. Dans le deuxieéme mode de réa-
lisation, I utilisateur introduit les aliments dans le panier 30 par 1’ouverture 33 du

panier 30.
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L’ utilisateur met ensuite en place ’enceinte dans le chassis 50 de I’appareil de
cuisson, par exemple par un mouvement opposé au mouvement de retrait de I’enceinte
par rapport au chassis 50.

L’ utilisateur lance alors la cuisson des aliments via I’interface de commande disposée
sur le chassis 50, par exemple en initiant une étape de cuisson vapeur. Le cas échéant,
I’ utilisateur lance une étape de cuisson additionnelle, simultanément ou succes-
sivement a I’étape de cuisson vapeur.

A la fin de la cuisson, I’utilisateur retire 1’enceinte contenant les aliments cuits du
chassis 50, et sort les aliments cuits, 1’utilisateur pouvant alors consommer les aliments
cuits.

L’enceinte de cuisson, I’appareil de cuisson et le procédé de cuisson décrits ci-dessus
permettent de réaliser une cuisson vapeur efficace des aliments, le cas échéant
combinée avec un ou plusieurs mode(s) de cuisson additionnel(s). Le procédé peut Etre
adapté a tout type d’aliments, par exemple des morceaux de pommes de terre destinées
a devenir des frites, des 1égumes ou des morceaux de légumes de diverse nature. Le
procédé peut Etre mis en ceuvre dans un appareil de cuisson existant, y compris dans un

appareil de cuisson comprenant une pale de brassage.



[Revendication 1]

[Revendication 2]

[Revendication 3]

[Revendication 4]

[Revendication 5]

[Revendication 6]

[Revendication 7]

19

Revendications

Enceinte de cuisson destinée a €tre insérée dans un appareil de cuisson
pour réaliser une cuisson vapeur, 1’enceinte comprenant une cuve (10)
ayant un fond (11), une paroi latérale (12), et une ouverture (13)
opposée au fond (11), caractérisée en ce que I’enceinte comprend en
outre un conduit de circulation de vapeur (20) s’étendant entre une
premicre ouverture (21) prévue pour €tre mise en communication
fluidique avec un systeme de génération de vapeur (90) de I’appareil de
cuisson, et une deuxi¢me ouverture (22) formant une buse d’injection de
vapeur, la buse d’injection de vapeur (22) étant agencée pour déboucher
au niveau du fond (11) de la cuve (10) pour une circulation de vapeur
(V) depuis le fond (11) de la cuve (10) vers I’ouverture (13) de la cuve
(10).

Enceinte de cuisson selon la revendication 1, dans laquelle le conduit de
circulation de vapeur (20) s’étend au moins en partie parallelement a la
paroi latérale (12) de la cuve (10).

Enceinte de cuisson selon 1’une des revendications 1 ou 2, dans laquelle
le conduit de circulation de vapeur (20) présente une premiere partie de
conduit (23) agencée le long de la paroi latérale (12) de la cuve (10) et
une deuxieme partie de conduit (24) attenant au fond (11) de 1a cuve
(10).

Enceinte de cuisson selon I’une quelconque des revendications 1 a 3,
dans laquelle le conduit de circulation de vapeur (20) est agencé a
I’intérieur d’un volume défini par le fond (11) et la paroi latérale (12) de
la cuve (10).

Enceinte de cuisson selon I’une quelconque des revendications 1 a 3,
dans laquelle le conduit de circulation de vapeur (20) est agencé au
moins en partie a I’extérieur d’un volume défini par le fond (11) et la
paroi latérale (12) de la cuve (10).

Enceinte de cuisson selon I’une des revendications 1 a 5, dans laquelle
le conduit de circulation de vapeur (20) comprend des orifices complé-
mentaires formant chacun un orifice d’injection de vapeur, les orifices
d’injection de vapeur étant répartis le long du conduit de circulation de
vapeur (20).

Enceinte de cuisson selon I’une quelconque des revendications 1 a 6,
comprenant en outre un panier (30) destiné a €tre inséré de manicre

amovible dans la cuve (10), le panier (30) comprenant un fond (31)
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ajouré, une ouverture (33) opposée au fond (31) et une paroi latérale
(32) adaptés pour définir un volume de réception d’aliments a cuire, la
paroi latérale (32) du panier (30) et le fond (31) du panier (30) étant
maintenus respectivement a distance de la paroi latérale (12) de la cuve
(10) et du fond (11) de la cuve (10) pour définir un espace de circulation
d’air (34).

Appareil de cuisson comprenant une enceinte de cuisson selon 1’une
quelconque des revendications précédentes et un chassis (50)
comprenant un systeme de génération de vapeur (90), le chassis (50)
étant prévu pour recevoir I’enceinte de manicre amovible de sorte que
lorsque I’enceinte est recue dans le chéssis (50), la premiere ouverture
(21) du conduit de circulation de vapeur (20) est en communication
fluidique avec le systeme de génération de vapeur (90).

Appareil de cuisson selon la revendication 8, comprenant en outre des
moyens de chauffage du conduit de circulation de vapeur (20).
Appareil de cuisson selon la revendication 8 ou 9, comprenant en outre
un systeme d’étanchéité (100) adapté pour raccorder de maniere étanche
la premicre ouverture (21) du conduit de circulation de vapeur (20) et le
systeme de génération de vapeur (90).

Appareil de cuisson selon I’une quelconque des revendications 8§ a 10,
dans lequel le chéssis (50) comprend un conduit de circulation de
vapeur additionnel (91) pour relier le systeme de génération de vapeur
(90) a la premiere ouverture (21) du conduit de circulation de vapeur
(20) de I’enceinte.

Appareil de cuisson selon I’une quelconque des revendications § a 11,
dans lequel le chéssis (50) comprend en outre un dispositif de ven-
tilation (60) adapté pour insuffler de I’air dans la cuve (10) de
I’enceinte, et des moyens de chauffage (70) disposés entre le dispositif
de ventilation (60) et la cuve (10) de I’enceinte.

Procédé de cuisson destiné a €tre mis en ceuvre au moyen d’un appareil
de cuisson selon 1’une quelconque des revendications 8 a 12, le procédé
comprenant une étape de génération de vapeur par le systeme de gé-
nération de vapeur (90), dans lequel la vapeur générée débouche de la
buse d’injection de vapeur (22) au niveau du fond (11) de la cuve (10)
de I’enceinte, puis circule dans la cuve (10) depuis le fond (11) de la
cuve (10) vers I’ouverture (13) de la cuve (10).

Procédé de cuisson selon la revendication 13, comprenant en outre une

étape de chauffage du conduit de circulation de vapeur (20) a ’aide de
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moyens de chauffage, dans lequel I’étape de chauffage est réalisée anté-
rieurement a ou conjointement avec I’étape de génération de vapeur.
Procédé de cuisson selon I’une des revendications 13 ou 14, dans lequel
I’étape de génération de vapeur par le systeme de génération de vapeur
(90) est initiée lorsqu’une température dans la cuve (10) dépasse un

seuil prédéterminé.
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